
59

－17－ © 2014 Journal of the Japan Society of Colour Material

1．はじめに

XPSは固体の極表面の元素組成比，および元素間の結合状態

を分析することができるため，変色，汚染，腐食の解析や先端

材料の開発評価など産業および研究用途に幅広く用いられてい

る。最近のXPS装置は数ミクロン程度の空間分解能を有してい

るものがあり，形態観察を行う機器と並行して評価に用いられ

ているケースも多い。さらにほかの表面分析手法に比べ，事前

の試料調整なく絶縁性材料の測定が可能であることから，材料

を問わず幅広い分野で活用されている。また，イオンスパッタ

リング・検出角度変更を利用した深さ方向分析や，X線走査・

ステージ移動による線分析・面分析を行うことも可能である。

ここではXPSの簡単な原理，分析に適した試料を述べた後，上

記のような幅広い応用例の一端を紹介する。

2．XPSの分析原理

2.1 測定原理

高真空中において固体試料表面に特性X線を照射すると，光

電効果により試料から光電子が放出される。発生した光電子の

運動エネルギーを分析管で計測し，スペクトルとして検出するの

がXPSの分析原理である。励起源として用いられる特性X線は

Al kα線，Mg kα線が一般的であるが，ほかにもCr kα線，Zr kα
線などが利用されている。光電子の発生原理図を図-1に示す。

光電効果により発生した電子の運動エネルギーは次の式であ

らわされる。
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ここでEkin（S）は発生した光電子の運動エネルギー，hνは入射
したX線のエネルギー，Ebは試料から放出された光電子の試料

中における結合（束縛）エネルギー，φ（S）は試料の仕事関数

である。一般的なXPS装置では，光電子の運動エネルギーはフ
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図-1 XPSスペクトルの例と測定原理図。銀のXPSサーベイ
スペクトルと，3d軌道から光電子が真空に放出される
過程の模式図。
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